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금속 표면 처리 기술 분야에서는 강화된 환경규제로 인하여 크롬 도금을 대체하는 수단을 확보

하는 방향에서 다각도로 연구 개발이 진행되고 있다. 인산염 피막 처리는 주로 내부식성이 약한 

탄소강 금속 표면상에 수불용성 생성물을 고착시켜 내부식성과 내마모성 등을 확보하기 위한 

목적을 달성하기 위하여 시행된다. 조선 산업, 자동차 산업, 가전 산업 그리고 방위 산업 분야에

서 인산염 피막 처리가 활발하게 적용되고 있다. 수불용성 인산염이 균일하게 성장하도록 표면 

조정제를 병용하여 피막 전처리 공정에 투입하는데, 망간계와 인산계 표면 조정제들이 실용화 

되어 있다. 본 발표에서는 기존의 분말상 망간계 표면조정제의 성능을 개선하기 위하여 나노화

시키고 이를 수분산 시킨 새로운 형태의 액상 망간계 표면 조정제 제품을 설계하고 제조하기 위

하여 연구된 요소 기술들을 소개한다.  




